Oxid ceru byl deponovan vakuovym reaktivnim napafovanim na povrch monokrystalu médi (111) v
kyslikové atmosféfe pfi konstantnich teplotdch 25°C, 300°C a 450°C a pri rostouci teploté od 25 do
450°C. Ve vsech pripadech byl pozorovan epitaxni rdst oxidu ceru s rovinou (111) rovnobéznou se
substratem. MfiZzovy parametr oxidu béhem depozice postupné rostl az na hodnotu 5,31 . Pfi depozici s
rostouci teplotou zacCaly navic vznikat 3D domény se CtyfCetnou symetrii a s epitaxni rovinou (100)
rovnobéznou se substratem. MFiZzovy parametr téchto domén mél hodnotu 5,36 ve sméru rovnobézném
s povrchem. Tyto domény byly pozorované rovnéz pomoci STM.

Depozice paladia vedla k rlistu epitaxnich ostrlivkll s rovinou (111) rovnobéznou se substratem a k
castecné redukci oxidu ceru zplsobené interakci mezi atomy paladia a kysliku s naslednym vznikem
faze PdO na rozhranni ostrlvek - oxid. Dalsi redukce vrstvy oxidu ceru byla pozorovana pfi ohfevu na
300°C. Pri ohfevech na vyssi teplotu pak dochazelo ke koalescenci ostriivkdl paladia a tepelnému

rozkladu oxidu paladia.



